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簡

介 

  近十年來，隨著科技的進步，光電科技已經從微米技術進入到奈米技術，光子晶體是奈米科技中的一個新的應用。若能對光子晶體進

行準確模擬，則可利於未來各種光子晶體的研究與應用，將使人們可以控制光子流動就像控制電子一樣，光子晶體也將成為重要產業的

一環。本研究利用反應式磁控濺鍍，將氮氧化鈦和銦錫氧化物兩種奈米薄膜做周期性排列，對其反射率做理論計算，並和可見光光譜儀

(UV-Vis)反射圖譜量測結果進行比對，進一步對光子晶體之光學特性進行模擬。 
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利用反射率模擬折射率: 
 

                                                                                                                        

                                                                                                                                    
                                                                                                                                            

 

單層薄膜折射率模擬: 

                                                   
                                                                                      

                                       
 

                                                                                                                                             

                                            
                                                   
                                                                                                               

多層膜反射率理論計算: 

     
       

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

結

論 

1.我們可經由反射率來模擬基材和薄膜的折射率。 

2.光子晶體的層數增加將使反射率提高，層數減少將使反射率降低。 

3.我們可經由操控薄膜的厚度，使最高反射發生的波長產生生藍位移或紅位移現象，薄膜厚度越厚，最高反射發生的波長將產生紅

位移現象，薄膜厚度越薄，最高反射發生的波長將產生藍位移現象。 

4.我們可經由理論計算成功對光子晶體的反射率進行模擬。 

圖 1、薄膜濺鍍系統。 

 

表 1、氮氧化鈦及銦錫氧化 

物製程參。 
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圖 2、薄膜由高和低折射率交疊組成， 

厚度符合可見光波長的四分之一則會 

產生建設性干涉。 

 

圖 3、薄膜由高和低折射率交疊組成，最上 

層的 ITO 為兩倍厚度。 

層的 ITO 為 2 倍厚度。 

圖 4、利用反射率模擬折射率示意圖。 

 

圖 8、氮氧化鈦薄膜在不同濺鍍時間下的反射光

譜。濺鍍時間依序為(a)3 分;(b)6 分;(c)7 分; (d)8 分。 

圖 14、(a)氮氧化鈦/銦錫氧化物的複層結構可見光

反射光譜;(b)氮氧化鈦/銦錫氧化物的複層結構可見

光反射光譜理論計算結果。 

 

圖 5、玻璃的反射光譜。 

圖 11、銦錫氧化物可見光折射率模擬結果。 

圖 6、玻璃的折射率模擬結果。 

圖 10、銦錫氧化物薄膜在不同濺鍍時間下的反射光

譜。濺鍍時間依序為(a)3 分;(b)6 分;(c)7 分; (d)8 分。 

圖 12、(a)氮氧化鈦/銦錫氧化物的複層結構可見光反

射光譜;(b)氮氧化鈦/銦錫氧化物的複層結構可見光反

射光譜理論計算結果。 

 

圖 7、單層薄膜折射率模擬及反射率理論計算。 

圖 9、氮氧化鈦可見光折射率模擬結果。 

圖 13、(a)氮氧化鈦/銦錫氧化物的複層結構可見光

反射光譜;(b)氮氧化鈦/銦錫氧化物的複層結構可

見光反射光譜理論計算結果。 

光反射光譜理論計算結果。 

 


